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Admicellar polymerization is a proven method of assembling ultra thin 
films, which play important roles in functionally specific surface coatings, catalysis, 
and semiconductors. However, only the formation of organic polymers through this 
technique has been examined to date. In this study we utilized atomic force 
microscopy to examine the admicellar polymerization of tetra-n-butoxysilane 
(TBOS) adsolubilization in the cetyltrimetylammonium bromide (ClôTAB) 
admicelles to form ultra thin silica films on freshly cleaved mica surfaces in aqueous 
solution. The TBOS reaction on mica was examined both with and without the 
presence of ClôTAB and in both aqueous conditions and in air. System variables 
included TBOS feed concentration and reaction time. It was found that TBOS 
concentration strongly affected the structure of the formed surface aggregate on mica 
in TBOS-ClôTAB solution. Fibrous, spherical, and flat sheet-like aggregates were 
observed as the TBOS concentration was increased. The structure of surface 
aggregates directly affected the structure of the dried silica film. Reaction times of 
twenty-four hours or longer were needed to obtain a stable silica film.
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นอร์มอล บ ิวธอกซ ีไซเลนโดยเทคน ิคแอดไมเซลลาร ์โพลิเมอร์ไรเซช ันโดยใช ้อะตอมม ิคฟอร์ซ
ไมโครสโคป อ.ท ี่ปรึกษา : รศ. ดร. จินตนา สายวรรณ ์ ผศ. ดร. จอห์น เอช โอเฮเวอร์ และ ศ. 
ดร. เจฟฟรี เอช ฮาร์เวลล ์ 35 หน้า, IS B N  9 7 4 -0 3 -1 5 8 2 -8

เทคนิคแอดไมเซลลาร์โพลิเมอไรเซชันเป็นวิธีเคลือบฟิล์มแบบบางพิเศษท่ีมีประสิทธิ- 
ภาพสูงวิธีหน่ึงท่ีมีความสำคัญต่อการเปล่ียนหมู,ฟิงก์ชันบนพืนผิว คะตะไลซิส และฟิล์มวัสดุก่ึงตัว 
นำ อย่างไรก็ตามเทคนิคน้ีถูกจำกัดอยู่คับการเคลือบฟิล์มอินทรีย์เท่าน้ัน ในงานวิจัยน้ีศึกษาการ 
เคลือบฟิล์มแบบบางพิเศษบนผิวไมคาโดยแอดไมเซลลาร์โพลิเมอไรเซชันของเตตระ นอร์มอล 
บิวทอกซีไซเลนในชิทิลไตรเมธิลแอมโมเนียม โบรไมต์โดยใช้อะตอมมิคฟอร์ซไมโครสโคป 
ปฏิกิริยาของเตตระ นอร์มอล บิวทอกซีไซเลนบนผิวไมคาในสารละลายเคลือบผิวถูกศึกษาท้ังกรณี 
ท่ีมีและไม่มีซิทิลไตรเมธิลแอมโมเนียม โบรไมต์อยู่ในสารละลายตังกล่าว และในสภาวะท่ีฟิล์มอยู่ 
ในสารละลายและฟิล์มแห้ง ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ความเข้มข้นของเตตระ นอร์มอล 
บิวทอกซีไซเลน และเวลาท่ีใช้ทำการเคลือบผิว จากผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นของเตตระ 
นอร์มอล บิวทอกซีไซเลนในสารละลายเคลือบผิวมีผลกระทบมากต่อโครงสร้างของกลุ่มโมเลกุล 
บนผิวไมคา รูปแบบพ้ืนผิวแบบเสันใย กลุ่มหยดโมเลกุล และชันเรียบปรากฏบนผิวไมคาในสาร 
ละลายเคลือบผิวเม่ือความเข้มข้นของเตตระ นอร์มอล บิวทอกซีไซเลนสูงข้ึนตามลำดับ โครง 
สร้างตังกล่าวจะมีอิทธิพลสูงต่อลักษณะโครงสร้างของฟิล์มแห้งก็ต่อเม่ือระยะเวลาเคลือบผิวมาก 
พอ ระยะเวลาเคลือบผิวเพ่ือให้ได้โครงสร้างฟิล์มท่ีแข็งแรงควรมีระยะเวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง 
ข้ึนไป
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